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pienelektroniikan sovelluksiin

Atomic/molecular layer deposited crystalline metal-organic thin films based on low-
valent metals

Kiteiset metalliorgaaniset materiaalit tarjoavat lupaavia ratkaisuja erilaisiin
sovelluksiin, kuten antureiden, energian varastoinnin ja kaasujen talteenoton
tarpeisiin. Metalliorgaanisten materiaalien koko potentiaalin hyédyntaminen
teollisessa mittakaavassa edellyttda kuitenkin tutkimuksia monimutkaisemmista
ohutkalvomateriaaleista. Hyva uutinen on, etta
atomi/molekyylikerroskasvatusmenetelma (atomic/molecular layer deposition,
ALD/MLD) tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa metalliorgaanisia ohutkalvoja
kaasufaasitekniikalla. ALD/MLD-menetelméan avulla on mahdollista valmistaa
suoraan kaasumaisista laht6aineista erilaisia kiteisia metalliorgaanisia materiaaleja,
ja jopa sellaisia, joita ei valttamatta voida valmistaa perinteisilla
nestefaasitekniikoilla liuotinmolekyylien vuorovaikutusten takia.

Tama tutkimus antaa suuntaviivoja tekijoista, jotka vaikuttavat ohutkalvon
kiteytymiseen. Kiteisyyden hyotyja, kuten siitd seuraavaa materiaalin huokoisuutta
tai vierasmatriisirakenteiden mahdollisuutta isdnno6ida interkaloituneita ioneja ja
molekyyleja, kasiteltiin tutkimuksessa.

Vaitoskirjatydssa tutkittiin 19 erilaista alhaisen hapetusluvun metalleihin ja
orgaanisiin aromaattisiin molekyyleihin perustuvaa ALD/MLD-prosessia. Osalla
materiaaleista havaittiin olevan lupaavia ominaisuuksia, kuten kupari-
bentseenidikarboksylaattiin perustuvien ohutkalvojen huokoisuus ja litiumiin
perustuvien ohutkalvojen sahkdkemialliset ominaisuudet. Koska metalliorgaanisten
ohutkalvojen tutkimus on vasta alussa, ALD/MLD-menetelma tarjoaa runsaasti
mahdollisuuksia uusien toiminnallisten ohutkalvojen kehittdmiseen yhdistelemalla
eri [Ahtdaineita.
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Vaitdskirja on julkisesti nahtavilla osoitteessa https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi
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